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摘 要

本論文主要在探討單層氧化銦錫(Indium-Tin-Oxide, ITO)以及二氧化矽與氧化銦錫雙層膜應用在砷化鎵太陽電池表面作為

抗反射膜(Antireflection Coatings)使用的可能性。首先，利用電子槍蒸鍍系統將氧化銦錫與二氧化矽蒸鍍玻璃基板上量測折

射率(Refractive index, n)與消光係數(Absorption index, k)作為光學模擬依據。本實驗採用Film-star軟體作光學模擬，此軟體為

一成熟且已商業化的光學模擬軟體。實驗將會利用電子槍蒸鍍系統將氧化銦錫與二氧化矽蒸鍍在砷化鎵太陽電池以及玻璃

基板上，量測其穿透反射率並與模擬結果作比較。轉換效率方面採用太陽光模擬器模擬AM1.5入射能量，未有抗反射膜的

砷化鎵太陽電池開路電壓、填充因子與效率分別為0.955V、0.969、與15.7%。經過抗反射膜製程後，氧化銦錫單層抗反射

膜效率提升至18.6%，二氧化矽與氧化銦錫雙層抗反射膜提升效率至19.6%，達成本論文設定的目標，成功提升轉換效率，

且開路電壓與填充因子等特性並未因抗反射膜製程而下降。
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